
を採用しております。　試料台（Fig.1）には薄膜測定に適した

次のような機能が備えられています。



1990.2

レーティング法で成膜したT i N （膜厚約 4 0 0 0Å）の測�

定例を示します。　下地のF eはC u管球を用いた場合，�

蛍光X線を著しく発生して，バックグラウンドが高くなる�

傾向があります。　また，T i N と F eには近接した回折線�

があり，解析が難しいという問題があります。�

　F i g . 3に示すとおり薄膜測定装置を用いてX線入射角

X 線分析アプリケーションニュース No.40～194 は，発行時の情報に基づいて作成された印刷物を電子化したものです。 現在では販売終了した
装置・オプションによるデータも含まれている場合がありますのでご了承ください。 

分析計測事業部 http://www.shimadzu.co.jp/surface/ 




